
18 1919



20

有回收9%無研磨廢水12%

有研磨廢水88% 無回收91%

薄膜處理

4%�直接排放

22%�併入酸鹼廢水
���（中和處理）

39%�併入氟係廢水

26%�化學混凝處理

2001 2003 2005 2007 2010
0.18 um 0.13 um 0.1 um 0.065 um 0.045 um

3000CMD

10000CMD

20000CMD

6000CMD

45000CMD

45%

5~15%

佔製
程用
水比
例

排
水
量

年

2121



2322

自來水

UPW系統

化學機械
研磨(CMP)

用水比例
(36%)

混凝加藥

排放污泥處置

水
中
奈
米
顆
粒

去
除
技
術

薄
膜
處
理

化
學
混
凝

回收率
＞60%



24 25

#1 #2 #3

0

50

100

150

200

250

COD

BOD

SS

C
on

ce
nt

ra
tio

n,
 m

g 
/ L

Sampling points



26 27



28

1 2

3

4

5

6

7 8

9

10
屋頂雨水

建築系教室棟

建築系教室棟

CELL1

CELL2

CELL3

CELL4

OVER FLOW

上層爐石濾水層
下層50+中水槽

P

1~10�採樣點

0

50

100

150

200

 

 

2 0 0 42 0 0 3

Nov.  Dec.  Jan.   Feb. Mar.   Apr.  May   Jun.   Jul.   Aug.   Sep.  Oct.  Nov.  Dec.  Jan.

 

 

Month / Year 

40

60

80

100

R
em

oval efficiency, %

Influent

Enffluent

29

N D J F M A M J J A S O N D J

N D J F M A M J J A S O N D J

150

100

50

0
N D J F M A M J J A S O N D J

150

100

50

0

200

250

300

150

100

50

0

200
Influent
Effluent

B
O

D
  (

m
g/

L)
5

C
O

D
 (

m
g/

L)
TS

S
 (

m
g/

L)

2003 2004
Month/Year



3130

200000

400000

600000

800000

1000000

0

5 10 15 20 250

Total coliform

50~250 CMD

>250 CMD

200000

400000

600000

800000

1000000

0

5 10 15 20 250

E.coli

E.coli=43920.375-2461.454HRT
R=0.628

HRT(d)



32 33



3534

薄膜系統
清水井

消毒

配水系統

消毒

底泥

反沖洗水

沈澱池

膠凝池
混凝池

進流原水



3736


